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概要 ＥＡ (600字～800字程度にまとめてください。) 
 
光学素子、金型など様々な製造プロセス分野において高精度化が必要とされ、表面粗さ、形状ともナノメートルレベ

ルが求められてきた。従来の切削、研削などの機械加工技術に加えて、放電加工、プラズマ加工、イオンビーム加工
など特殊加工が組み合わさり、様々な材料においてナノ精度の実現が試みられている。その中でも、電解加工は電解
液中において、電圧を印加し加工物表面上において酸化還元反応を起こさせることで、物質を除去する加工法であ
る。 
通常の電解加工では、1A/cm2以上の電流密度であるのに対して、本研究は 0.1mA/cm2以下の低電流下での電解加

工について基礎的検討を行った。加工物表面として Fe や Cu に比べて化学的に安定な Ni を表面とし、低電流下での
電解反応によりナノメートルレベルでの加工が可能かどうか基礎的検討を実施した。これまでの電解加工では、電流
密度が基準となり様々な加工特性が評価されている。一方、電気化学分野における pH-電位図を基準とした加工特性
の評価はされてこなかった。 
本研究では、平衡電位近傍での電位状態において、標準電極電位を in-situ で制御することで、Ni 表面において

加工物表面の改善が見られた。具体的には、NaCl 溶液を用いて、rms 粗さが 1.6nm から 0.6nm（124μｍ×84μｍ領
域、NaNO3溶液を用いて、rms 粗さが 0.75nm から 0.45nm（同領域）への改善を確認した。このような現象が発生するた
めには、凸部分が選択的に除去されなければならない。電気化学的に原子レベルで凸部のエッチングが進行する雰
囲気下であると考えられ、本現象の解明を進めていく。本研究では、電気化学的に表面状態が安定な Ni 金属を対象
として基礎実験を行ったが、将来、他金属、合金などに展開することを計画している。 

キーワード ＦＡ 電解加工 平坦化 電気化学 pH-電位図 
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欧文概要 ＥＺ 

 
 Electrochemical machining is a non-conventional machining method based on electrochemical reactions. 
Generally, current density larger than 1mA/sec is selected for machining the metal surfaces for obtaining 
smooth surfaces. On the other hand, in electrochemistry fields, low current density conditions have 
been studied with finely controlling the potential based on standard electrode. The surface roughness 
can also be controlled. 
 In this study, we investigated the relation between the surface smoothness and machining conditions 
on current density and standard electrode potential, in processing Ni surfaces. By selecting the 
potential around equilibrium potential, the smoothness of Ni surface is obviously improved. Then, when 
the potential is far larger than equilibrium potential, the surface quality is degraded.  
 We expect that this result will contribute to the development of new processing for smoothing the 
functional material surfaces. 
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